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1. はじめに 

近年、使用済み製品から再資源化する循環型

リサイクルが求められている。すでに、廃棄液

晶ディスプレイ (Liquid Crystal Display, LCD) 

及び廃棄プリント基板 (Printed Wiring Board,  

PWB) の同時処理により、銅 (Cu) とインジウ

ム (In) の分離・リサイクルが可能であること

を報告している 1)。 

本研究は、リサイクル In を用い、スプレー

CVD (Chemical Vapor Deposition) 法により ITO 

(Indium Tin Oxide) 薄膜の形成を目的としてい

る 2)。 

2. 実験方法 

Fig. 1, 2に、それぞれ、スプレーCVD 法の概

略図、ITO薄膜形成フローを示す。酸化イン

ジウム (In2O3) と酸化錫 (SnO2) を塩酸に溶

解させ、ホットプレート上で焼成し、塩化イ

ンジウム (InCl2) と塩化錫 (SnCl2) を調製

した。調製した InCl2, SnCl2をエタノールに

溶解させ、ITO 薄膜の原料溶液を調製した。

その後、ガラス基板をホットプレート上で加

熱し、原料を噴霧し、ITO 膜を堆積させた。 

3. 結果 

 既存の原料を用いての ITO薄膜形成は、従 

来の薄膜より 2桁高いシート抵抗値 (174Ω/□） 

であったが、可能性が高いことがわかった。 

今後、スプレーCVD 法を用いたリサイクル 

 

 

 

 

Inの ITO 薄膜形成を検討する。 
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Fig. 1 Schematic Illustration of Spray CVD  

Fig. 2 Flow Chart of ITO Thin Film Deposition 
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